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 研究要旨 
Bimodal Fittingを施行した人工内耳と補聴器のbimodal装用例の音源定位

の検討を実施した。３症例に対してBimodal Fittingシステムを用いて、CI処
理速度の調整前後に方向感検査を実施し、音源定位能力の改善が示唆された。 

 
 
Ａ．研究目的 
bimodal装用者では、人工内耳（CI）と補聴器

（HA）の信号処理速度の差異によって左右の時

間差が存在する。すなわちCI側では聴神経が直

接刺激されHA側と比較して処理速度が速くな

るため、音源定位において不利になると考えら

れる。MED-EL CIシステムでは、CI処理速度を

調整するBimodal Fittingシステムが、マッピン

グソフトに導入されている。bimodal症例に対し

てBimodal Fittingシステムを用い、CI処理速度

の調整前後に方向感検査を実施し、音源定位能

力の変化について調査する目的で検討を行った。 
 
Ｂ．研究方法 
 Bimodal Fitting システム非設定および設定

時それぞれ、方向定位試験ソフトウェア ALPS
を用いて検査を実施した。9 個のスピーカーを

被験者を中心として、半径 1m の半円状に、

22.5°間隔で配置し、9個のスピーカーから 3 つ

の音圧条件 (60、65、70dBSPL)で 2回ずつラン

ダムに呈示を行い、合計 54回の検査結果を基に

音源定位能 の評価を 施 行 し た 。結果は

RMS(Root Mean Score)によって示され、RMS 
が低値になれば音源定位能力が改善していると

判断する。 
 本研究は国際医療福祉大学倫理委員会の承認

（承認番号 5-23-83 号）後、書面にて同意取得

の上、実施した。 
 
Ｃ．研究結果   
 3症例に実施した。Bimodal Fittingシステム

非設定時、設定時で比較すると、大きな差はみ

られなかった。しかしながら、RMS値で比較

すると、症例１はBimodal  Fittingシステム非

設定時64.08→設定時58.82、症例２は43.95→
39.57、症例３は72.20→61.62と低値と示して

いた。 
 
Ｄ．考察 
Bimodal Fittingシステムによって、左右の音声

処理速度のミスマッチが減少し、音源定位の改

善が示唆された。過去の報告のように CI と HA
の信号処理速度の差異による左右の時間差が音

源定位に与える影響が確認された。 
 
Ｅ．結論 
bimodal症例に対して Bimodal Fitting を用

い、CI処理速度の調整前後に方向感検査を実

施した 3症例においていずれも音源定位能力の

改善が示唆された。 
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